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１．概要（Summary） 

低温プラズマ応用は、半導体プロセスでの利用に加え、

環境問題の解決、化学、バイオ分野での活用と拡大して

いる。これらの利用領域で用いられる各種材料がプラズマ

から受ける影響の把握が不可欠となっている。大気圧プラ

ズマ照射により、被照射材料表面の清浄化と、結合状態

が変化する。Arプラズマ照射時間とともに被照射材料の

ダングリングボンドが増加した。また、ガス種を変更し、Ar

ガスに H2(1%)を添加しても、大きな変化はなかった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高密度大気圧プラズマ装置、In-situ電子スピン共鳴

(ESR)、ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置、

In-Situプラズマ照射表面分析装置、表面解析プラズマ

ビーム装置 

【実験方法】 

超高密度大気圧プラズマ装置を用い、材料表面にプラ

ズマ照射した。被照射材料のダングリングボンドの発生を

in-situ電子スピン共鳴により測定、解析した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1にArプラズマ照射時間とESR強度の関係を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2に Ar+H2(1%)プラズマ照射時間と ESR強度の

関係を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダングリングボンドは、プラズマ照射初期に急激に増加

し、ある値で飽和した。ガス種を Arから Ar+H2(1%)に変

更しても、ESR強度に大きな変化はなかった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・共同研究者：国立大学法人名古屋大学低温プラズマ科

学研究センター・近藤博基准教授 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


